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Oferujemy targety do produkcji masowej
oraz do zastosowan badawczych

W ofercie firmy WOLFTEN znajduja sie targety o roznych ksztattach
oraz wielkosciach. Produkty dostosowane sg do wiekszosci
typowych urzadzen spotykanych na rynku. Na zamowienie oraz na
potrzeby R&D produkowane sg targety o pozadanych
wtasciwosciach. Dostarczamy takze wersje niestandardowe
wykonane zgodnie z wytycznymi klienta.

Czystosc¢ oferowanych przez nas materiatow zaczyna sie
od 99,5% do 99,999% - W zaleznosci
od mozliwosci produkcyjnych dla danego materiatu lub
wymagan klienta.

Wszystkie materiaty dostarczane s3 z certyfikatami
potwierdzajacymi zbadang czystosc.
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Oferujemy targety
w ksztatcie dyskow,
sztab i tulei.
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W naszej ofercie znajduj3
sie targety wykonane

z czystych pierwiastkdw,
a takze ze zwigzkow
chemicznych.

Istnieje mozliwosc zakupu
targetow wykonanych

z wiecej niz jednego
materiatu.

*Niektdre z targetdw, ze
wzgledu na wysoka
reaktywnosé, wymagaj3
specjalnych opakowan,
transportu oraz sposobu
przechowywania.



Rozypylanle Sputtering, jeden z proceséw PVD
ja kO jede N (Physical VVapor Deposition), to techni-

ka osadzania  cienkich  warstw
z procesow PVD

I powtok w procesie fizycznego
osadzania z fazy gazowej. Metoda ta
ma liczne zastosowania w nowocze-
snej technologii | produkgji.

PVD to proces nanoszenia cienkiej warstwy
materiatu  poprzez erozje zrodta oraz
rozpylenie par metalu na podtoze i ich
kondensacji. Najbardziej popularne procesy
PVD to rozpylanie (sputtering)
I odparowywanie (evaporation).

PVD stosuje sie do produkcji przedmiotow wymagaja-
cych pokrycia cienkich warstw, ktore spetniaja funkcje
np. mechaniczng, optyczng, chemiczna lub elektroniczna.
Przyktady obejmuja urzadzenia potprzewodnikowe,
takie jak cienkowarstwowe panele stoneczne, a takze
narzedzia tnace pokryte azotkiem tytanu, stuzgce
do obrébki metali.
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RODZAIJE
Rozpylanie (sputtering) jest procesem, w ktorym czastki materiatu UZYSKIWANYCH
Zrodtowego w stanie statym sg uwalniane i przechodza w faze POWLOK
gazowa przez bombardowanie jonami energetycznymi (gtownie
jonami gazu szlachetnego). W procesie tym neutralne czasteczki

poszczegdlnych atomow, klastrow atomow lub czasteczek zostajg PROSTE
wyrzucone, by osadzic sie na zadanej powierzchni.

Al Cu Ti TiC Ag, etc.
Proces odbywa sie w zamknietej, zdalnie sterowanej komorze
prozniowej, przy cisnieniu nizszym od atmosferycznego. ZrOZONE

stopowe
-wielosktadnikowe
VN ZrN HfN z C

wielofazowe TiN TizN

kompozytowe
TiC ALO,

wielowarstwowe
TiC TiN ZrN

gradientowe
TiN Ti(CN) TiC
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Rozne metody PVD realizuje sie przy wykorzystaniu roznych
wartosci parametrow osadzania. Zwykle proces ten odbywa
sie w nastepujacych warunkach:

- zakres temperatur: 30 - 500°C,

- proznia: 0,1 - 100 Pa,

- energia jonow: 0,01 - 1000 eV,

- napiecie przyspieszajace: 0,5 - 5 kV,

Srednice standardowych dyskéw
wahajg sie w przedziale
* od 2,54 mm do 203,3 mm.

Niektdére materiaty cechuje duza
kruchos¢ lub niskie przewodnictwo
cieplne. Zaleca si¢ wéwczas
backing plate - spajanie ich

z ptytkami wykonanymi z miedzi

o0 wysokiej czystosci przy uzyciu
kleju na bazie indu.
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Zastosowanie metody sputteringu
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Zalety metody napylania prozniowego
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Moze byc stosowana do powlekania materiatow zardwno przewodzacych, jak i izolujacych
oraz na kazdym rodzaju powierzchni, takze metali, ceramiki czy tworzyw sztucznych.

Wysoka precyzja naktadania powtok.

Mozliwosc regulacji grubosci powtok poprzez petng cyfrowa kontrole nad procesem
(powtoki potprzezroczyste, catkowicie pokryte, rozne barwy lustra bez lakierowania).

Wyrdwananie nierdwnosci na powierzchni materiatu.

Proces przyjazny srodowisku - nie powoduje produkcji zanieczyszczen.

Powtoki metaliczne nie wymagaja zastosowania niklu, a przez to nie sa rakotwaorcze
| nie uczulaja.

Proces suchy | przeprowadzany w temperaturze pokojowe).
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warstw o grubosci nanometryczne. (oddzielnie lub wspadlnie).

Odmiany i modyfikacje metod PVD Metody PV roznia sies IR
- Umiejscowieniem strefy = -3-__!:

Obecnie znanych jest kilkadziesigt odmian i modyfikacji otrzymywania i jonizowania pagss
metod PVD. Proces ten pozwala na otrzymywanie nanoszonego materiatu é
=

&

Proces PVD sktada sie z trzech etapdw. - Sposobem otrzymywanig par e
osadzanych metali lub zwigzkow 58

przez: odparowanie, sublimacje
) | ‘ Otrzymywanie par nanoszonego materiatu. rozpylanie katodowe lub

2) - Transport par na drodze Zrédto-podtoze.

anodowe metalu lub zwiazku.

- Sposobem nanoszenia par
3) - Wzrost warstwy z zaabsorbowanych czastek. metalu na podtoze.

- Brakiem lub istnieniem
"‘ N “ & 1 intensyfikacji procesow
~4 nanoszenia warstw przez

metody reaktywne,

e | Ko
Q‘Q/ — B \\ _)L__ aktywowane, mieszane.
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Sposoby nanoszenia par metalu

Naparowanie (Evaporation)

Materiat Zrodtowy odparowuje sie w prozni, ktora
pozwala czasteczkom pary przemieszczac sie bez-
posrednio do docelowego obiektu (podtoza), gdzie
skraplajg sie z powrotem do stanu statego.
Odparowanie stosuje sie w mikrowarstwach i do
wytwarzania produktow w skali makro, takich jak
metalizowana folia z tworzywa sztucznego.

Rozpylanie jonowe (lon Sputtering)

Metoda zwana rowniez rozpylaniem katodowym.
Jest to proces, w ktorym atomy s3 rozpylane, gdy
zjonizowane | przyspieszone atomy lub czasteczki
uderzajag w powierzchnie stata. Zjawisko to jest
wykorzystywane do tworzenia cienkiej powtoki na
twardej powierzchni, powlekania probek i trawienia
jonowego.

Platerowanie jonowe (lon Platering)

Nanoszenie par metalu lub zwigzku, uzyskiwanych
w dowolny sposob, ale zjonizowanych bardziej niz
przy niewspomaganych metodach naparowania.
Powlekanie jonowe wykorzystuje jednoczesne lub
okresowe bombardowanie podtoza |1 o©0sadza
warstwy przez czastki energii wielkosci atomow.

Magnetronowe rozpylanie jonowe
(Magnetron Sputtering)

Wazng zaleta te] metody jest to, ze nawet materiaty
0 bardzo wysokich temperaturach topnienia s3
tatwo rozpylane. Warstwy osadzane przez rozpyla-
nie majg sktad zblizony do sktadu materiatu Zrodto-
wego.
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Zapraszam do kontaktu

Tomasz
Markiewicz

+48 666 322 033

TWoLFTEN

t.markiewicz@wolften.pl

www.wolften.pl

NIP PL8942937188
REGON 020722350

tel. +48 71333 4716 Q ul. Buforowa 125, hala 5
KRS 0000604080

fax +48 71363 21 87 52-131 Wroctaw | Polska
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